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(54) VakuumbehandlungsgefaR zum Behandeln einer Metallschmelze, insbesondere fiir eine RH-

Anlage

(67)  Die Erfindung betrifft ein Vakuumbehandlungs-
gefall zum Behandeln einer Metallschmelze, insbeson-
dere flr eine RH-Anlage, umfassend ein Grundgefal mit
einem Behandlungsraum und mindestens zwei am
Grundgefal angeordnete und mit dem Behandlungs-
raum verbundene Tauchrohre, wobei das Grundgefald
zwei-oder mehrteilig ausgefihrt ist, wobei mindestens
zwei Grundgefaliteile ausgebildet sind, die relativ zuein-
ander beweglich und gasdicht miteinander verbunden
sind, und wobei zumindest das Grundgefafteil umfas-
send die Tauchrohre beweglich ist, und wobei weiterhin
mindestens eine Hubeinrichtung vorhanden ist, welche
eingerichtet ist, relativ zueinander bewegliche, aneinan-
der angrenzende Grundgefalteile gegeneinander zu
verschieben. Die Erfindung betrifft weiterhin eine RH-An-
lage umfassend ein derartiges Vakuumbehandlungsge-
fap.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Vakuumbehandlungs-
gefall zum Behandeln einer Metallschmelze, insbeson-
dere flir eine RH-Anlage, umfassend ein Grundgefal mit
einem Behandlungsraum und mindestens zwei am
Grundgefal angeordnete und mit dem Behandlungs-
raum verbundene Tauchrohre. Die Erfindung betrifft wei-
terhin eine RH-Anlage mit einem derartigen Vakuumbe-
handlungsgefaR.

[0002] VakuumbehandlungsgefédRe zur Behandlung
von Metallschmelzen, insbesondere fir RH-Anlagen (RH
= Ruhrstahl-Heraeus), sind bekannt, siehe zum Beispiel
die DE 10 2009 039 260 A1.

[0003] Vakuumbehandlungsgefafie dienen dazu, eine
Metallschmelze, insbesondere eine Stahlschmelze, in ei-
nem RH-Verfahren sekundarmetallurgisch zu behan-
deln, um die Schmelze zu Entgasen und weiterhin auch
zu Entkohlen. Die Metallschmelze wird dabei Ublicher-
weise in einer Pfanne bereitgestellt. Ein Vakuumbehand-
lungsgefal weist Gblicherweise einen Behandlungsraum
und mindestens zwei damit verbundene Tauchrohre auf,
welchein die Metallschmelze eintauchen. Nach dem Ein-
tauchen der Tauchrohre in die Metallschmelze wird der
Behandlungsraum mittels einer Vakuumpumpe evaku-
iert und eine Teilmenge der Metallschmelze Uber die
Tauchrohre in den Behandlungsraum im Inneren des Va-
kuumbehandlungsgefalles gesaugt. Durch Einblasen ei-
nes Inertgases in einen Teil der Tauchrohre, wobei das
Inertgase in der Metallschmelze aufsteigt und in den Be-
handlungsraum gelangt, wird eine Zirkulation der Metall-
schmelze von der Pfanne in das begaste Tauchrohr, in
das Behandlungsgefal und tiber das weitere Tauchrohr
zurilck in die Pfanne erzeugt. Im Behandlungsraum wird
Ublicherweise permanent Sauerstoff Giber eine Lanze zu-
geflhrt (sogenanntes RH-OB-Verfahren, mit OB = Oxy-
genBlowing bzw. Sauerstoffblasen). Die Metallschmelze
wird aufgrund des Vakuums entgast, v.a. von Wasser-
stoff, und entkohlt, wobei der Sauerstoff mit dem Koh-
lenstoff in der Schmelze zu Kohlendioxid und/oder Koh-
lenmonoxid reagiert. Die entstehenden Abgase werden
Uber die Vakuumpumpe aus dem Behandlungsraum ab-
geflhrt.

[0004] Dabei gibt es verschiedene Mdglichkeiten, die
Tauchrohre in die Metallschmelze einzutauchen.
[0005] So sind Hubwerke oder Windensysteme zum
Anheben der Pfanne enthaltend die Metallschmelze be-
kannt, welche die unterhalb eines fest installierten Vaku-
umbehandlungsgefalles angeordnete Pfanne anheben,
bis die Tauchrohre in die Metallschmelze eintauchen,
siehe beispielsweise DE 10 2006 026 330 B3.

[0006] Weiterhin sind Systeme zum Anheben der
Pfanne inklusive eines Pfannenwagens bekannt, in wel-
chem die Pfanne transportiert wird. Derartige Systeme
bendtigen leistungsstarke Hebemechanismen, da die
anzuhebende Last umfassend die Pfanne, die Metall-
schmelze und ggf. den Pfannenwagen betrachtlich ist.
[0007] Auch sind Windensysteme bekannt, mit denen
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das Vakuumbehandlungsgefal® bewegt werden kann,
wahrend die Pfanne in ihrer Position unter dem Vakuum-
behandlungsgefal verbleibt. Nachdem das Vakuumbe-
handlungsgefal allerdings Uber ein temperaturresisten-
tes Abgasrohrsystem mit der Vakuumpumpe oder den
Vakuumpumpen verbunden ist und weiterhin Zufihrung
fur Inertgas und Sauerstoff vorhanden sind, ist eine Be-
wegung des Vakuumbehandlungsgefalles technisch
problematischer als ein Anheben der Pfanne.

[0008] Es ist daher Aufgabe der Erfindung, das erfor-
derliche Zusammenfiuhren von Metallschmelze und
Tauchrohren zu vereinfachen.

[0009] Die Aufgabe wird durch ein Vakuumbehand-
lungsgefall zum Behandeln einer Metallschmelze um-
fassend ein Grundgefafl mit einem Behandlungsraum
und mindestens zwei am Grundgefal angeordnete und
mit dem Behandlungsraum verbundene Tauchrohre ge-
I6st, indem das Grundgefall zwei- oder mehrteilig aus-
geflhrtist, wobei mindestens zwei Grundgefalteile aus-
gebildet sind, die relativ zueinander beweglich und gas-
dicht miteinander verbindbar sind, wobei zumindest das
Grundgefalteilumfassend die Tauchrohre beweglichist,
und wobei weiterhin mindestens eine Hubeinrichtung
vorhanden ist, welche eingerichtet ist, relativ zueinander
bewegliche, aneinander angrenzende Grundgefalteile
gegeneinander zu verschieben.

[0010] Das erfindungsgemafRe Vakuumbehandlungs-
gefal ermdglicht eine besonders einfache und effektive
Moglichkeit, die Tauchrohre in Kontakt zu einer Metall-
schmelze zu bringen. Dadurch, dass zumindest das
Grundgefafiteil des Grundgefdfles umfassend die
Tauchrohre beweglich ist, wahrend andere
GrundgefaBteile unbeweglich oder nur eingeschrankt
beweglich sein kdnnen, ist die Einbindung in eine RH-
Anlage unproblematisch realisierbar. Da nur das oder
die beweglichen Grundgefalteile durch die mindestens
eine Hubeinrichtung bewegt werden miissen, die eine
relativ geringe Masse aufweisen, ist die Bewegung tber
Aktoren geringer Leistung ausfihrbar.

[0011] Ein solches Vakuumbehandlungsgefall wird
somit insbesondere in einer RH-Anlage eingesetzt.
[0012] Dabeihatessichbesonders bewahrt, wenndas
Grundgefa®  horizontal in zwei oder mehr
GrundgefaRteile geteilt ist, die teleskoprohrartig ineinan-
der schiebbar sind. Das ermdglicht eine platzsparende
Anordnung und die Méglichkeit der Realisierung einer
einfachen gasdichten Abdichtung zwischen den Grund-
gefalteilen.

[0013] Relativzueinander bewegliche, aneinander an-
grenzende Grundgefaldteile sind dabei insbesondere
Uber eine Dichtungsanordnung gasdicht miteinander
verbunden. Die Dichtungsanordnung ist dabei bevorzugt
durch eine Aufblasdichtung, insbesondere in Kombina-
tion mit einer Kompensatoreinrichtung, gebildet. Unter
einer Aufblasdichtung wird dabei eine Anpressdichtung
verstanden, die eine bewegliche Membrane, beispiels-
weise aus Edelstahl, umfasst, welche durch Anlegen ei-
nes Gasdrucks ausgelenkt wird. Dabei wird die Memb-
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rane gegen das Grundgefalteil gedriickt, gegen das ab-
gedichtet werden soll. Unter einer Kompensatoreinrich-
tung wird eine flexible Verbindung zwischen einem be-
weglichen GrundgefaRteil und der Aufblasdichtung ver-
standen, die dazu beitragt, einen gasdichten Raum im
Bereich der Dichtungsanordnung zwischen Aufblasdich-
tung und beweglichem GrundgefaRteil auszubilden. Eine
geeignete Kompensatoreinrichtung wird beispielsweise
durch einen in Richtung seiner Schlauchldngsachse
ziehharmonikaartig verlangerbaren und zusammen-
schiebbaren Metallschlauch gebildet.

[0014] Bevorzugt ist das Grundgefal horizontal in ein
oberes GrundgefaRteil und ein unteres Grundgefaliteil
geteilt, wobei nur das untere Grundgefafteil umfassend
die Tauchrohre vertikal beweglich ist. Soist nur eine ein-
zige ringférmige gasdichte Abdichtung zwischen oberem
und unterem Grundgefafteil erforderlich. Das obere
GrundgefaBteil und das untere Grundgefaliteil weisen
vorzugsweise unterschiedliche Durchmesser auf, wobei
das obere Grundgefalteil und das untere Grundgefaliteil
teleskopartig ineinander verschiebbar sind. Insbesonde-
re weist das obere Grundgefalteil einen Aul’endurch-
messer auf, der geringer ist als ein Innendurchmesser
des unteren Grundgefalteils, wobei das untere Grund-
gefalteil platzsparend lber das obere Grundgefaliteil
schiebbar ist.

[0015] In einer bevorzugten Ausgestaltung der Erfin-
dung ist weiterhin mindestens eine Hubeinrichtung pro
beweglichen Grundgefaliteil vorhanden, welche einge-
richtetist, relativ zueinander bewegliche, aneinander an-
grenzende Grundgefaliteile gegeneinander zu verschie-
ben.

[0016] Insbesondere sind insgesamt mindestens zwei
oder drei Hubeinrichtungen, insbesondere aber zwei
oder drei Hubeinrichtungen pro beweglichem Grundge-
faRteil, vorhanden. Eine solche Hubeinrichtung istbevor-
zugt durch einen Hubzylinder, einen Gewindespindel-
trieb, oder ein Seilzugsystem gebildet. Ein Hubzylinder
oder ein Gewindespindeltrieb kann dabei mit beiden En-
den am Grundgefal® angeordnet sein oder aber mit ei-
nem Ende am Grundgefal und mit dem anderen Ende
am Fundament befestigt sein.

[0017] Besonders bevorzugt sind zwei Hubzylinder,
die einander gegeniberliegend auRen am Grundgefal
angeordnet sind. Genauso hat sich die Anordnung von
drei Hubzylindern bewéabhrt, die in gleichen Absténden
am Umfang des Grundgefalies angeordnet sind. Ein En-
de eines jeden Hubzylinders ist dabei beispielsweise an
dem unteren Grundgefalteil und das andere Ende eines
jeden Hubzylinders am oberen Grundgefalteil oder am
Fundament befestigt. Bei Betatigung der Hubzylinder
wird das untere Grundgefalteil vertikal nach oben oder
unten bewegt, wobei die Tauchrohre in eine darunter an-
geordnete Metallschmelze hinein oder aus einer solchen
Metallschmelze heraus bewegt werden.

[0018] In einer bevorzugten Ausgestaltung des Vaku-
umbehandlungsgefalfes ist ein jedes bewegliches
GrundgefaBteil Gber mindestens eine Arretiervorrichtung
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an einem benachbarten Grundgefalteil arretierbar. Dies
ist sowohl fiur Wartungszwecke nutzbar und dient auch
zur mechanischen Entlastung der Dichtungsanordnung
(en).

[0019] Die Aufgabe wird weiterhin geldst durch eine
RH-Anlage umfassend ein erfindungsgemafRes Vaku-
umbehandlungsgefal, weiterhin mindestens eine Vaku-
umpumpe, die mit dem Behandlungsraum tber mindes-
tens eine Abgasrohrleitung verbunden ist, mindestens
eine Inertgaszufihrleitung zur Einleitung von Inertgas in
das Innere mindestens eines Tauchrohrs, und mindes-
tens eine Sauerstoffzufiihrleitung zur Zuflihrung von
Sauerstoff in den Behandlungsraum.

[0020] Eine solche RH-Anlage ist mit besonders nied-
rigem Energiebedarf betreibbar, da das Ublicherweise
durchgefiihrte Anheben der schweren und unhandlichen
Pfanne inklusive Metallschmelze entflit. Im Ubrigen gel-
ten auch hier die bereits oben beschriebenen Vorteile fir

das erfindungsgemaRe Vakuumbehandlungsgefaly
selbst.
[0021] Die RH-Anlage umfasstbevorzugt weiterhin ein

Schienensystem zur Zuflihrung eines Pfannenwagens
mit Pfanne zum Vakuumbehandlungsgefal3. Alternativ
kann die Pfanne mittels eines schienenunabhangigen
Transportautos oder dergleichen zum Vakuumbehand-
lungsgefall gebracht werden.

[0022] Vorzugsweise ist weiterhin mindestens eine
elektrische Steuereinheit zur Betatigung der mindestens
einen Hubeinrichtung vorhanden, um die beweglichen
Grundgefaliteile zu bewegen. Dadurch kann die Bewe-
gung der Grundgefaliteile zueinander insbesondere au-
tomatisiert durchgefiihrt werden.

[0023] DieFiguren 1bis 3 sollen die Erfindung beispiel-
haft erlautern. So zeigt

FIG1 ein Vakuumbehandlungsgefa® im Langs-
schnitt in einer ersten Position im Bereich einer
RH-Anlage,

FIG2 das Vakuumbehandlungsgefal® aus FIG 1 im
Langsschnitt in einer zweiten Position im Be-
reich der RH-Anlage, und

FIG3 einen vergroRerten Langsschnitt durch ein
Grundgefal eines Vakuumbehandlungsgefa-
Res im Bereich einer Dichtungsanordnung.

[0024] FIG 1 zeigt ein erstes Vakuumbehandlungsge-
fal 1 im Langsschnitt in einer ersten Position im Bereich
einer ersten RH-Anlage 100. Das Vakuumbehandlungs-
gefal 1 wird zum Behandeln einer Metallschmelze 14,
hier einer Stahlschmelze, eingesetzt. Es umfasst ein
wassergekuhltes Grundgefal 1a mit einem Behand-
lungsraum 1b und zwei am Grundgefal} 1a angeordnete
und mit dem Behandlungsraum 1b verbundene Tauch-
rohre 1c, 1¢’. Das GrundgefaR 1a ist hier zweiteilig aus-
geflihrt, wobei durch eine horizontale Trennung zwei
Grundgefaliteile 1aa, 1ab ausgebildet sind, die telesko-
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prohrartig ineinander schiebbar sind. Das obere Grund-
gefalteil 1aa und das untere GrundgefaRteil 1ab sind
relativ zueinander beweglich und gasdicht tiber eine ring-
férmige umlaufende Dichtungsanordnung 3a, 3b mitein-
ander verbunden, von welcher hier lediglich das Schnitt-
bild ersichtlich ist. Dabei ist das untere Grundgefalteil
1ab umfassend die Tauchrohre 1c, 1c’ beweglich, wah-
rend das obere Grundgefalteil 1aa unbeweglich ange-
ordnet ist.

[0025] Das obere Grundgefalteil 1aa weist einen Au-
Rendurchmesser auf, der geringer ist als ein Innendurch-
messer des unteren Grundgefaliteils 1ab, sodass das
untere  Grundgefafiteii 1ab (Uber das obere
GrundgefaRteil 1aa schiebbar ist.

[0026] Das obere GrundgefaRteil 1aa und das untere
GrundgefaBteil 1ab sind durch zwei Hubeinrichtungen
4a, 4b in Form von elektrisch betatigbaren Hubzylindern
miteinander verbunden. Alternativ kénnten die Hubzylin-
der auch einerseits am unteren Grundgefafteil 1ab und
andererseits am Fundament 16 angeordnet sein.
[0027] Neben dem Vakuumbehandlungsgefal® 1 um-
fasst die RH-Anlage 100 eine Vakuumpumpe 10, die mit
dem Behandlungsraum 1b Uber eine Abgasrohrleitung
11 zum Abfiihren von Abgas 11a verbunden ist, eine In-
ertgaszufiihrleitung 5 zur Einleitung von Inertgas 5a in
das Innere des Tauchrohrs 1c, und eine Sauerstoffzu-
fuhrleitung 6 zur Zufiihrung von Sauerstoff 6a in den Be-
handlungsraum 1b.

[0028] Unterhalb des Vakuumbehandlungsgefalies 1
ist ein Schienensystem 15 auf dem Fundament 16 an-
geordnet, Uber das ein Pfannenwagen 12 auf Rollen 12a
unter das Vakuumbehandlungsgefal® 1 transportierbar
ist. Der Pfannenwagen 12 transportiert eine Pfanne 13
mit der Metallschmelze 14, wobei Pfanne 13 und Metall-
schmelze 14 zur besseren Ubersicht im Schnittbild dar-
gestellt sind.

[0029] Beim Ausfahren der Hubzylinder bewegt sich
das untere GrundgeféRteil 1ab vertikal nach untenin eine
zweite Position gemaR FIG 2, in der die Tauchrohre 1c,
1¢’ in die Metallschmelze 14 eintauchen. Gleiche Be-
zugszeichen wie in FIG 1 kennzeichnen gleiche Elemen-
te. Auf die Darstellung der Inertgaszufiihrung 6 wurde
hierjedoch der Ubersichtlichkeit wegen verzichtet. Durch
Einbringen des Inertgases 6a in das Tauchrohr 1c (ver-
gleiche FIG 1) wird die Metallschmelze 14 umgewalzt.
Die Vakuumpumpe 10 evakuiert den Behandlungsraum
1b, wobei Gase, insbesondere Wasserstoff, innerhalb
des Behandlungsraumes 1b aus der Metallschmelze 14
entweichen. Eingeblasener Sauerstoff 6a reagiert mit
Kohlenstoff in der Metallschmelze 14 und entweicht als
Kohlendioxid und/oder Kohlenmonoxid zusammen mit
weiteren Gasen als Abgas 11a. Beim Einfahren der Hub-
zylinder bewegt sich das untere Grundgefafteil 1ab zu-
sammen mit den Tauchrohre 1c, 1¢’ wieder vertikal nach
oben und die Tauchrohre 1c, 1¢’ werden aus der behan-
delten Metallschmelze 14 herausgezogen.

[0030] Nachdem lediglich das untere Grundgefalteil
1ab durch die Hubzylinder bewegt werden muss, kénnen
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diese besonders klein und energiesparend ausgefiihrt
werden.

[0031] FIG 3 zeigt einen vergroRerten Langsschnitt
durch ein Grundgefal 1a eines Vakuumbehandlungsge-
faRes im Bereich einer Dichtungsanordnung 3. Gleiche
Bezugszeichen wie in den Figuren 1 und 2 kennzeichnen
gleiche Elemente. Es sind mit den Hubzylindern starr ver-
bundene Arretiervorrichtungen 9a, 9b vorhanden, um
das untere GrundgefaRteil 1ab gegeniiber dem oberen
Grundgefalteil 1aain der gewiinschten Position zu fixie-
ren und die Dichtungsanordnung 3 sowie die Hubzylinder
mechanisch zu entlasten. Die Dichtungsanordnung 3
umfasst eine Aufblasdichtung 7 umfassend eine Rohr-
konstruktion mit beweglicher Membrane 7a aus Stahl-
blech sowie eine Kompensatoreinrichtung 8 in Form ei-
nes in Richtung seiner Schlauchlangsachse ziehharmo-
nikaférmig verformbaren Metallschlauch. Dabei ist die
Rohrkonstruktion an der Arretiervorrichtung 9a, 9b be-
festigt und die Membrane 7a dem oberen Grundgefaliteil
1aa zugewandt angeordnet. Die ldngenveranderliche
schlauchférmige Kompensatoreinrichtung 8 verbindet
die Aufblasdichtung 7 allseitig mit dem unteren Grund-
gefalteil 1ab. In die Rohrkonstruktion wird ein Gas unter
Druck eingeblasen, so dass die Membrane 7a ausge-
lenkt wird und im Bereich des Umfangs des oberen
Grundgefaliteils 1aa gegen dieses driickt und damit das
untere  Grundgefalteil 1ab mit dem oberen
GrundgefaBteil 1aa gasdicht verbindet. Demnach wer-
den bei einer Bewegung des unteren Grundgefalteils
1ab gegeniiber dem oberen Grundgefalteil 1aa von den
Hubzylindern die gewlinschte Position - bei gleichzeitig
geloster Arretiervorrichtung 9a, 9b - angefahren, wobei
sich die Kompensatoreinrichtung 8 verlangert oder ver-
kiirzt. AnschlieBend werden die Arretiervorrichtungen
9a, 9b betatigt und die Position fixiert. Nun wird Gas in
die Rohrkonstruktion eingeblasen und die Membran 7a
gegen das obere Grundgefaliteil 1aa gedrickt, so dass
eine gasdichte Verbindung zwischen diesen entsteht.
Der Behandlungsraum 1b ist nun nach unten Uber die
Metallschmelze 14, in welche die hier nicht sichtbaren
Tauchrohre eintauchen, das Grundgefdl 1a und die
Dichtungsanordnung 13 gegeniiber der Umgebung ab-
gedichtet und kann uber die Vakuumpumpe 10 (siehe
Figuren 1 und 2) evakuiert werden. Alternativ zu der in
FIG 3 gezeigten Ausfiihrungsform kann die Aufblasdich-
tung auch am unteren Grundgefafdteil 1ab angeordnet
sein, so dass auf eine Kompensatoreinrichtung 8 ver-
zichtet werden kann.

[0032] Die in den Figuren 1 bis 3 dargestellten Vaku-
umbehandlungsgefale und RH-Anlagen sollen die Er-
findung lediglich beispielhaft erlautern. Es sind demnach
eine Vielzahl weiterer Ausfliihrungsformen mdglich, die
sich dem Fachmann ohne weiteres in Kenntnis der Er-
findung erschlielen.



7 EP 2 801 627 A1 8

Patentanspriiche

1.

Vakuumbehandlungsgefaly (1) zum Behandeln ei-
ner Metallschmelze (14), insbesondere fiir eine RH-
Anlage (100), umfassend ein Grundgefal (1a) mit
einem Behandlungsraum (1b) und mindestens zwei
am Grundgefal} (1a) angeordnete und mit dem Be-
handlungsraum (1b) verbundene Tauchrohre (1c,
1¢’), dadurch gekennzeichnet, dass das Grund-
gefal (1a) zwei- oder mehrteilig ausgefihrt ist, wo-
bei mindestens zwei GrundgeféRteile (1aa, 1ab)
ausgebildet sind, die relativ zueinander beweglich
und gasdicht miteinander verbunden sind, wobei zu-
mindest das Grundgefafteil (1ab) umfassend die
Tauchrohre (1c, 1c’) beweglich ist, und wobei wei-
terhin mindestens eine Hubeinrichtung (4a, 4b) vor-
handen ist, welche eingerichtet ist, relativ zueinan-
der bewegliche, aneinander angrenzende Grundge-
falteile (1aa, 1ab) gegeneinander zu verschieben.

Vakuumbehandlungsgefal® nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass das Grundgefal
(1a) horizontal in zwei oder mehr Grundgefalteile
(1aa, 1ab) geteiltist, die teleskoprohrartig ineinander
schiebbar sind.

Vakuumbehandlungsgefal® nach Anspruch 1 oder
Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass relativ
zueinander bewegliche, aneinander angrenzende
GrundgefaBteile (1aa, 1ab) Uber eine Dichtungsan-
ordnung (3, 3a, 3b) gasdicht miteinander verbunden
sind.

Vakuumbehandlungsgefald nach einem der Ansprii-
che 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die
Dichtungsanordnung (3) durch eine Aufblasdichtung
gebildet ist.

Vakuumbehandlungsgefald nach einem der Ansprii-
che 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass das
Grundgefal (1a) horizontal in ein oberes Grundge-
falteil (1aa) und ein unteres Grundgefalteil (1ab)
geteiltist, wobeinur das untere Grundgefafiteil (1ab)
beweglich ist.

Vakuumbehandlungsgefal® nach Anspruch 5,
dadurch gekennzeichnet, dass das obere Grund-
gefalteil (1aa) und das untere Grundgefalteil (1ab)
unterschiedliche Durchmesser aufweisen und dass
das obere Grundgefafteil (1aa) und das untere
GrundgefaBteil (1ab) teleskopartig ineinander ver-
schiebbar sind.

Vakuumbehandlungsgefal® nach Anspruch 6,

dadurch gekennzeichnet, dass das obere Grund-
gefalteil (1aa) einen Aulendurchmesser aufweist,
der geringer ist als ein Innendurchmesser des unte-
ren Grundgefalteils (1ab), wobei das untere Grund-
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10.

1.

12.

13.

14.

gefalteil (1ab) Uber das obere Grundgefaliteil (1aa)
schiebbar ist.

Vakuumbehandlungsgefald nach einem der Anspri-
che 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass wei-
terhin mindestens eine Hubeinrichtung (4a, 4b) pro
beweglichen Grundgefafiteil (1ab) vorhanden ist,
welche eingerichtet ist, relativ zueinander bewegli-
che, aneinander angrenzende Grundgefalteile
(1aa, 1ab) gegeneinander zu verschieben.

Vakuumbehandlungsgefal® nach Anspruch 8,
dadurch gekennzeichnet, dass mindestens zwei
Hubeinrichtungen (4a, 4b) pro beweglichem Grund-
gefalteil (1ab) vorhanden sind.

Vakuumbehandlungsgefal® nach Anspruch 8 oder
Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass die
Hubeinrichtung (4a, 4b) durch einen Hubzylinder, ei-
nen Gewindespindeltrieb oder ein Seilzugsystem
gebildet ist.

Vakuumbehandlungsgefald nach einem der Anspri-
che 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass ein je-
des bewegliche Grundgefaliteil (1ab) iber mindes-
tens eine Arretiervorrichtung (9a, 9b) an einem be-
nachbarten Grundgefalteil (1aa) arretierbar ist.

RH-Anlage (100, 100’) umfassend ein Vakuumbe-
handlungsgefal (1, 1°) nach einem der Anspriiche
1 bis 11, weiterhin mindestens eine Vakuumpumpe
(10), die mit dem Behandlungsraum (1b) tber min-
destens eine Abgasrohrleitung (11) verbunden ist,
mindestens eine Inertgaszufiihrleitung (5) zur Ein-
leitung von Inertgas (5a) in das Innere mindestens
eines Tauchrohrs (1c), und mindestens eine Sauer-
stoffzufiihrleitung (6) zur Zuflihrung von Sauerstoff
(6a) in den Behandlungsraum (1b).

RH-Anlage nach Anspruch 12,

wobei weiterhin ein Pfannenwagen (12) mit Pfanne
(13) und ein Schienensystem (15) zur Zufiihrung des
Pfannenwagens (12) mit Pfanne (13) zum Vakuum-
behandlungsgefal (1, 1°) vorhanden ist.

RH-Anlage nach Anspruch 12 oder Anspruch 13,
wobei weiterhin mindestens eine elektrische Steu-
ereinheit zur Betatigung der mindestens einen Hu-
beinrichtung (4a, 4b) vorhanden ist.
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